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DPPと LPP（LPP：Laser Produced Plasma）の２
つの技術が競合していたが、本発表により現時点
でのDPP技術の優位性が明らかになった。
　この光源出力の進展を受けて、オランダの
ASML社からは、実用化に対する光源の目標値を
115Wから 180Wへ高くしようという提案がなされ
た。これは、感光性樹脂の解像度向上に対する課
題などを、EUVの高い光源出力で補おうという意
図である。
　また、本シンポジウムでは恒例として、会議の
最後にEUVリソグラフィの開発項目の優先順位
付け（Critical Technical Issues）が話し合われる。
2005 年の順位付けによると、感光性樹脂に関する
開発事項（解像度、感度、エッジの粗さなど）が
前年の３位から１位に格上げされ、２位は前年と
同じ集光光学素子の寿命、以下、無欠陥マスクの
供給、EUV光源出力ということになった。これま
で優先順位が高いとされてきた光源の開発は、今
回のDPP技術向上の発表を受けて、その優先順位
を下げた。これは、EUVリソグラフィの開発が新
たな開発フェーズに移ったことを示唆するもので
あり、EUVを研究する各国の研究グループは、今後、
研究方針の見直しを迫られると考えられる。
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